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(54)  Vorrichtung und Verfahren zum Reinigen einer Oberflache

(57)  Eine Vorrichtung zum Reinigen einer Oberfla-
che (4) eines Bauteils (6) umfasst eine Hochspannungs-
quelle (8) mit einer Kontakteinrichtung (10), die ausge-
bildetist, um eine Kathode der Hochspannungsquelle (8)
mit der Oberflache (4) des Bauteils (6) zu verbinden, so-
wie eine zumindest eine Einzelelektrode umfassende lo-
nisierungselektrode (12), die mit einer Anode der Hoch-

spannungsquelle (8) verbunden ist. Mittels einer Bewe-
gungseinrichtung werden die lonisierungselektrode (12)
und die Oberflache (4) des Bauteils (6) in zumindest einer
Bewegungsrichtung (13) derart relativ zueinander be-
wegt, dass ein sich zwischen der lonisierungselektrode
(12) und der Oberflache (4) des Bauteils (6) ausbildendes
elektrisches Feld (14) relativ zu der der Oberflache (4)
des Bauteils (6) mitbewegt wird.
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Beschreibung

[0001] Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung betreffen ein neues Konzept zum Reinigen einer
Oberflache eines Bauteils.

[0002] Zur Reinigung von Bauteilen beziehungsweise
von deren Oberflachen gibt es eine Vielzahl von Verfah-
ren. Neben den herkdmmlichen Verfahren, bei denen ei-
ne Reinigungsbiirste oder Ahnliches direkt in kdrperli-
chem Kontakt mit der Oberflache steht, gibt es auch be-
rihrungslose Verfahren, wie das Absaugen der Verun-
reinigungen von der Oberflache bzw. das Abblasen oder
Weggeblasen der Verunreinigungen von der Oberflache.
[0003] Dieberihrungslosen Verfahren habenden Vor-
teil, dass die Gefahr, eine Oberflache bei der Reinigung
zu beschadigen, bei den meisten Verfahren eher gering
ist. Allerdings erfordern die Saug- oder Blas- Verfahren
einen hohen apparativen Aufwand, um die erforderlichen
Luftmengen geeigneter Stromungsgeschwindigkeit mit-
tels eines externen Geblases zu erzeugen und diese an
den Ort der zu reinigenden Oberflache zu leiten. Auch
kann bei solchen Verfahren eine konstante Reinigungs-
leistung, d.h. Saug- oder Blaswirkung an einer Oberfla-
che eines gekrimmten oder unregelmaflig geformten
Bauteils nur erreicht werden, wenn eine Saugdiise bzw.
eine Luftdlse in einem vorbestimmten Abstand zu der
Oberflache mechanisch aufwendig entlang deren Kontur
geflhrt wird.

[0004] Aufgrund der oben angefiihrten Nachteile des
Stands der Technik besteht das Bediirfnis, eine effizien-
tere Reinigungsmoglichkeit zu schaffen.

[0005] Bei einigen Ausfiihrungsbeispielen der vorlie-
genden Erfindung wird eine Reinigung einer Oberflache
eines Bauteils mittels eines elektrostatisch erzeugten
Partikelstroms, eines im Folgenden als "lonenwind" be-
zeichneten Stroms von ionisierten Teilchen, erreicht. Zu
diesem Zweck weist eine Vorrichtung zum Reinigen einer
Oberflache eines Bauteils eine lonisierungselektrode
auf, die mit einer Anode einer Hochspannungsquelle ver-
bunden ist. Ferner weist die Vorrichtung eine Kontakt-
einrichtung auf, um eine Kathode der Hochspannungs-
quelle mit der Oberflache des Bauteils zu verbinden. Ist
die Kathode mit der Oberflache des Bauteils verbunden,
werden lonen entlang der Feldlinien eines sich ergeben-
den elektrischen Feldes von der Anode bzw. von der lo-
nisierungselektrode in Richtung auf die Oberflache des
Bauteils beschleunigt.

[0006] Beim Auftreffen auf die Oberflache werden die
lonen, also ionisierte Gas- oder Luftmolekiile bzw. -Ato-
me, typischerweise entladen und erfahren einen Impuls-
Ubertrag, so dass sie sich als neutrale Teilchen wieder
von der zu reinigenden Oberflache entfernen. Befinden
sich aufder Oberflache des zu reinigenden Bauteils feine
Schmutzpartikel oder flissige Verunreinigungen, bei-
spielsweise in Form von Ol oder dergleichen, und treffen
die beschleunigten Teilchen des lonenwindes auf die
verunreinigenden Partikel, kann von dem Impulsibertrag
der lonen an die Partikel eine Adh&sion der verunreini-
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genden Partikel an der Oberflache iberwunden werden
und die Schmutzpartikel I6sen sich von der Oberflache
des Bauteils. Somit ist es gemal einigen Ausfiihrungs-
beispielen der Erfindung mdglich, mittels einer einfachen
Anordnung einer Elektrode auf einer der zu reinigenden
Oberflache gegenuberliegenden Seite eine Reinigungs-
wirkung zu erzielen, ohne aufwandige externe Vorrich-
tungen bzw. Geblase vorsehen zu missen. Dariiber hin-
aus ist diese Art der Reinigung fiir mikroskopische Par-
tikel bei einigen Ausflihrungsbeispielen effizienter als die
herkdmmlichen Verfahren mittels Saugern oder Gebla-
sen.

[0007] Eine Vorrichtung zum Reinigen einer Oberfla-
che weist typischerweise auch eine Bewegungseinrich-
tung auf, die ausgebildet ist, um die lonisierungselektro-
de und die Oberflache des Bauteils in zumindest einer
Bewegungsrichtung relativ zueinander zu bewegen.
D.h., die Elektrode kann entlang der Bewegungsrichtung
relativ zu der Oberflache des Bauteils bewegt werden
oder umgekehrt. Dies fiihrt dazu, dass die Reinigung
nicht nur lokal stattfindet sondern sich entlang der Be-
wegungsrichtung fortsetzt, so dass durch ein sukzessi-
ves Uberstreichen bzw. Uberfahren der Oberflache die
gesamte Oberflache eines Bauteils gereinigt werden
kann.

[0008] Bei einigen Ausflihrungsbeispielen ist die loni-
sierungselektrode geometrisch derart geformt, dass sie
beispielsweise durch eine Spitzenwirkung die lonen in
einer Umgebung der Elektrode bzw. in einem lonisie-
rungsvolumen, das sich um die lonisierungselektrode
ausbildet, selbst erzeugt. Dies kann durch Feldionisation
erreicht werden, wenn die Elektrode spitz genug geformt
ist bzw. eine hinreichende Anzahl von sich verjiingenden
Bereichen aufweist, so dass in der Umgebung der Elek-
trode die zur lonisierung erforderliche Mindestfeldstarke
Uberschritten wird. Mit anderen Worten ist es bei einigen
Ausfuhrungsbeispielen von Vorteil, wenn mittels der An-
ordnung aus lonisierungselektrode und gegeniberlie-
gender Kathode, also der zu reinigenden Oberflache, ein
inhomogenes Feld erzeugt wird. Bei einigen Ausfiih-
rungsbeispielen erstreckt sich die Zone der Feldionisa-
tion nicht bis zu der Oberflache des Bauteils.

[0009] Einige Ausfihrungsbeispiele weilen ferner ei-
ne Befestigungsvorrichtung auf, die ausgebildet ist, um
das zu reinigende Bauteil zu halten bzw. zu fiihren, so
dass dieses mit seiner zu reinigenden Oberflache in
Richtung der lonisierungselektrode weist.

[0010] Bei einigen Ausflihrungsbeispielen ist die loni-
sierungselektrode keine Einzelelektrode sondern um-
fasst eine Mehrzahl von Einzelelektroden, die in Form
eines Arrays angeordnet sind. Ein solches Array kann
sich beispielsweise entlang einer zur Bewegungsrich-
tung senkrechten Richtungen erstrecken, so dass mittels
einer Bewegung in der Bewegungsrichtung ein méglichst
grofder Bereich gereinigt werden kann, welcher im We-
sentlichen der Ausdehnung des Arrays der Einzelelek-
troden entspricht.

[0011] Um die Reinigungswirkung bzw. -Leistung wei-
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ter zu erhdhen, ist gemaR einigen Ausflihrungsbeispie-
len eine Mehrzahl von Elektrodenarrays hintereinander,
das heil}t, parallel zueinander und bezuglich der Bewe-
gungsrichtung hintereinander bzw. nebeneinander an-
geordnet.

[0012] GemalR einigen Ausflihrungsbeispielen wird
mittels der Hochspannungsquelle eine Spannung im Be-
reich von 1kV bis 100kV, bevorzugt zwischen 3kV und
12kV erzeugt, um sowohl eine ausreichende Menge an
lonen zu erzeugen als auch um die lonen ausreichend
zu beschleunigen, so dass sie einen genliigenden Im-
pulsibertrag auf die zu entfernenden Partikel bzw. Teil-
chen bewirken kdnnen.

[0013] Bei einigen Ausfiihrungsbeispielen wird die
Spannung nachgefihrt, d.h., es wird ein variierender Ab-
stand zwischen der lonisierungselektrode und Oberfla-
che des Bauteils durch eine Erhéhung bzw. eine Ernied-
rigung der Spannung zwischen der lonisierungselektro-
de und der Oberflache des Bauteils kompensiert, so dass
die Reinigungswirkung unveradndert aufrechterhalten
werden kann, auch wenn die Oberflache eines Bauteils
uneben oder gekrimmt ist. Dies kann durch einfaches
Nachregeln der Spannung erreicht werden, ohne dass
eine aufwandige Mechanik betrieben werden misste,
um einen Halter fiir die Elektrode mechanisch bezliglich
der Oberflache nachzufiihren.

[0014] Mit anderen Worten kann bei einigen Ausfiih-
rungsbeispielen durch geeignete Wahl der lonisierungs-
elektrode und der Spannung der Effekt der sogenannten
Korona-Aufladung genutzt werden. Bei einer lonisation
mittels Korona- Auf- bzw. Entladung erzeugen mit Hoch-
spannung versorgte leitfahige Elektrodenspitzen durch
Korona-Entladung und Feldionisation in ihrer unmittel-
baren Umgebung lonen, z. B. Luftionen, die dann entlang
der Feldlinien zu dem Bauteil hin beschleunigt werden
und einen lonenwind zwischen der lonisierungselektrode
und dem Bauteil erzeugen. Dieser lonenwind stellt auch
eine Barriere fiir sich zwischen der lonisierungselektrode
und der Oberflache bewegende Partikel dar, sodass ein-
mal entfernte verunreinigende Partikel nicht mehr in das
bereits von dem elektrischen Feld Uberstrichene Volu-
men gelangen kénnen.

[0015] Anstelle eines eindimensionalen Elektroden-
Arrays kann bei einigen Ausflihrungsbeispielen auch ei-
ne (diinne) Elektrodenlippe verwendet werden, um ein
inhomogenes elektrisches Feld zu erzeugen und eine
Korona-Aufladung der die Elektrodenlippe umgebenden
Luftmolekile zu bewirken.

[0016] Weitere Weiterbildungen und Ausfuihrungsfor-
men sind Gegenstand der abhangigen Patentanspriiche
sowie der nachfolgenden detaillierten Beschreibung.
[0017] Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie-
genden Figuren naher erlautert. Es zeigen:

eine schematische Schnittansicht durch ein
Ausfiihrungsbeispiel einer Vorrichtung zum
Reinigen einer Oberflache;

Fig. 1
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Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
nes weiteren Ausfiihrungsbeispiels einer Vor-
richtung zum Reinigen einer Oberflache;

Fig. 3  eine schematische perspektive Ansicht eines
Ausfiihrungsbeispiels einer lonisierungselek-
trode zur Verwendung in einem der Ausflih-
rungsbeispiele der Figuren 1 oder 2;

Fig. 4 eine Prinzipskizze eines weiteren Ausfiih-
rungsbeispiels einer lonisierungselektrode zur
Verwendung in einem der Ausfiihrungsbeispie-
le der Figuren 1 bis 3; und

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines Ausfiih-
rungsbeispiels eines Verfahrens zum Reinigen
einer Oberflache eines Bauteils.

[0018] Die Fig. 1 zeigt in einer schematischen Seiten-
ansicht eine Vorrichtung 2 zum Reinigen einer Oberfla-
che 4 eines Bauteils 6. Eine Kathode einer Hochspan-
nungsquelle 8 ist mittels einer hier nur schematisch dar-
gestellten Kontakteinrichtung 10 mit der Oberflache 4
des Bauteils 6 verbunden. Die Kontakteinrichtung 10
kann beispielsweise eine Klemme oder ein einfaches Ka-
bel sein. Allgemein soll unter einer Kontakteinrichtung
10 jedwedes Mittel verstanden werden, das es ermdg-
licht, die Kathode mitder Oberflache 4 zu verbinden. Eine
lonisierungselektrode 12, vorliegend in Form einer Ein-
zelelektrode, ist mit der Anode der Hochspannungsquel-
le 8 verbunden.

[0019] Mittels einer der Ubersichtlichkeit halber nicht
dargestellten Bewegungseinrichtung kdnnen die lonisie-
rungselektrode 12 und die Oberflache 4 des Bauteils 6
in einer Bewegungsrichtung 13, vorliegend parallel zur
x-Achse des willkurlich gewahlten Koordinatensystems,
relativ zueinander bewegt werden, sodass ein sich zwi-
schen der lonisierungselektrode 12 und der Oberflache
4 des Bauteils 6 ausbildendes elektrisches Feld 14 relativ
zu der der Oberflache 4 des Bauteils 6 bewegt wird. Vor-
liegend ist die lonisierungselektrode 12 auf einem be-
weglichen Reinigungsschlitten 16 angeordnet, sodass
die Oberflache fest steht und die lonisierungselektrode
12 bewegt wird. Selbstverstandlich kann dies bei alter-
nativen Ausflihrungsbeispielen anders herum sein. Auch
muss die Bewegung nicht eben sein, vielmehr sind samt-
liche Bewegungen bzw. Geometrien moglich. Beispiels-
weise kann bei einigen Ausfiihrungsbeispielen das Bau-
teil 6 zylindrisch sein und mit dessen Oberflache 4 be-
zlglich der lonisierungselektrode 12 rotieren.

[0020] Beigeeigneter Form der lonisierungselektrode
12 und Wabhl der Hochspannung kommt es in einer Um-
gebung 18 um die lonisierungselektrode 12 zu einer Ko-
rona-Auf- bzw. Entladung eines die lonisierungselektro-
de 12 umgebenden Mediums, wie z. B. Luft. Als lonisie-
rungselektrode 12 eignen sich insbesondere Stabelek-
troden bzw. spitz zulaufende, d. h. dinne Elektroden, so
dass an einer Spitze der lonisierungselektirode 12 eine
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zur Luftionisierung notwendige Durchbruchfeldstarke
Uberschritten werden kann und es zur Korona-Aufladung
von die lonisierungselektrode 12 umgebenden Luftmo-
lektlen kommt.

[0021] Bei einigen Ausfiihrungsbeispielen erfolgt die
Bewegung zwischen der lonisierungselektrode 12 und
der Oberflache 4 ferner derart, bzw. die Spannung ist
derart gewahlt, dass sich die Umgebung 18, in der die
Korona-Aufladung stattfindet, nicht bis zu der Oberflache
4 erstreckt.

[0022] Durch die Korona-Aufladung kann es zwischen
lonisierungselektrode 12 und der Oberflache 4 also unter
bestimmten Bedingungen zu einer Art Blasrichtung bzw.
zu einem entlang der Feldlinien des E-Feldes 14 entste-
henden lonenwind von ionisierten Luftmolekilen kom-
men. Dieser bewirkt zum Einen auf die nachfolgend be-
schriebene Art eine Barrierewirkung zwischen der loni-
sierungselektrode 12 und der Oberflache 4. Entweder
werden elektrische Ladungen von den ionisierten Luft-
molekilen auf weitere abzuhaltende Partikel Gibertragen,
welche zunachst zur Oberflaiche 4 und dann von dieser
weg beschleunigt werden, oder es findet ein elastischer
Stol3 zwischen den ionisierten Luftmolekilen und den
abzuhaltende Partikeln statt, sodass die Partikel vom
Spalt zwischen der lonisierungselektrode 12 und der
Oberflache 4 weg beschleunigt werden.

[0023] Der lonenwind fiihrt insbesondere aber auch
zur Reinigung der Oberflache 4, indem entlang der Feld-
linien beschleunigte lonen 20 auf verunreinigende Par-
tikel 22 auf der Oberflache treffen und diese mittels eines
StolRes von dieser entfernen, wie es in Figur 1 schema-
tisch angedeutet ist.

[0024] Die Hochspannungsquelle 8 kann also gemaf
Ausfiihrungsbeispielen ausgebildet sein, um an der lo-
nisierungselektrode 12 ein hinreichend grof3es E-Feld zu
erzeugen, sodass es zur Korona-Aufladung von Moleku-
len eines die lonisierungselektrode 12 umgebenden Me-
diums kommen kann und dass daraufhin ein geniigend
starker lonenwind zwischen der lonisierungselektrode
12 und der Oberflache 4 entsteht. Die Hochspannungs-
quelle 8 kann dazu beispielsweise ausgebildet sein, um
-je nach Umgebung und Abstand zwischen lonisierungs-
elektrode 12 und der Oberflache 4 - Hochspannungen in
einem Bereich von 1kV bis 100 kV, insbesondere aber
in einem Bereich von 3 kV bis 12 kV zu erzeugen.
[0025] Durch die Relativbewegung zwischen der loni-
sierungselektrode 12 und der Oberflache 4 kann sukzes-
sive die gesamte Oberflache 4 gereinigt werden.
[0026] Figur 2 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung, bei dem die lonisierungs-
elektrode 12 aus einem Elektrodenarray besteht, das
sich im Wesentlichen senkrecht zu der Bewegungsrich-
tung 13 erstreckt, so dass ein ausgedehnter Bereich auf
der Oberflache 4 gleichzeitig gereinigt werden kann, so-
lange entlang der Erstreckung des Elektrodenarrays 12
mittels der Einzelelektroden ein durchgehendes elektri-
sches Feld erzeugt wird.

[0027] Dies kann bei gleichem schaltungstechni-
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schem Aufwand die Effizienz der Reinigung weiter stei-
gern, sodass zur Reinigung der gesamten Oberflache 4
eines Bauteils 6 moglicherweise, je nach Dimension der
Elektroden, nur eine einzige Bewegung in der Bewe-
gungsrichtung 13 erforderlich ist.

[0028] Bei weiteren Ausflihrungsbeispielen kann eine
Mehrzahl von Elektrodenarrays, von denen eines bei-
spielsweise in Figur 2 dargestellt ist, als lonisierungs-
elektrode 12 verwendet werden, wobei die Mehrzahl von
Elektrodenarrays parallel zueinander und in der Bewe-
gungsrichtung 13 hintereinander, d.h. zueinander be-
nachbart, angeordnet sein kdnnen. Dies kann die Reini-
gungsleistung zuséatzlich erhéhen, wobei wiederum kein
zusatzlicher Schaltungsaufwand entsteht.

[0029] Figur 3 zeigt eine alternative Ausfiihrungsfor-
men einer lonisierungselektrode 12, die, wie in Figur 4
dargestellt, beispielsweise auch als 2-Dimensionale
durchgehende Lippe, d.h. als sich in Richtung der Ober-
flache 4 erstreckende, durchgehende Elektrode ausge-
bildet sein kann. Selbst verstandlich sind beliebige wei-
tere Formen von Elektroden verwendbar.

[0030] Figur 4 zeigt zur lllustration der Flexibilitat der
Vorrichtungen zur Reinigung von Oberflachen bzw. des
neuen Konzepts eine alternative Ausfiihrungsform, mit-
tels derer 3 Oberflachen eines quaderférmigen Bauteils
6 gleichzeitig gereinigtwerden kénnen. Zu diesem Zweck
ist ein Einzelelektrodenarray aus einer Vielzahl von Ein-
zelelektroden 12 auf einem Trager 16 angeordnet, der
das Bauteil 6 U-férmig umschlie3t, so dass mittels einer
einzigen Bewegung in der Bewegungsrichtung die ge-
samte Oberflache des Bauteils 6 gereinigt werden kann.
[0031] Figur 5 illustriert schematisch ein Ausfiihrungs-
beispiel eines Verfahrens zum Reinigen einer Oberfla-
che eines Bauteils, bei dem zun&chst in einem Vorberei-
tungsschritt 40 die Oberflache des Bauteils gegeniber
von einer lonisierungselektrode angeordnet wird.
[0032] In einem Felderzeugungsschritt 42 wird eine
Hochspannung zwischen der lonisierungselektrode und
der Oberflache des Bauteils angelegt, so dass sich zwi-
schen der lonisierungselektrode und der Oberflache des
Bauteils ein elektrisches Feld ausbildet, welches in einer
Umgebung der lonisierungselektrode erzeugte lonen in
Richtung der Oberflache des Bauteils beschleunigt.
[0033] In einem Reinigungsschritt 44 werden die loni-
sierungselektrode und die Oberflache relativ zueinander
in einer Bewegungsrichtung bewegt, um eine in der Be-
wegungsrichtung liegende Oberflache des Bauteils zu
reinigen.

[0034] Wenngleich hier iiberwiegend anhand von ein-
fachen Geometrien beschrieben, ermdglicht es das vor-
liegende Konzept zur Reinigung von Oberflachen, belie-
big geformte Oberflachen zu reinigen, ohne teure me-
chanische Nachfiihrungen fir Saugkopfe oder derglei-
chen bereitstellen zu missen.

Bezugszeichenliste

[0035]
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Vorrichtung zum Reinigen einer Oberflache
Oberflache

Bauteil
Hochspannungsquelle
Kopplungseinrichtung
lonisierungselektrode
Bewegungsrichtung
E-Feld

Trager

Umgebung

lon

verunreinigender Partikel
Vorbereitungsschritt
Felderzeugungsschritt
Reinigungsschritt

Patentanspriiche

1.

Vorrichtung zum Reinigen einer Oberflache (4) eines
Bauteils (6) mit folgenden Merkmalen:

einer Hochspannungsquelle (8) mit einer Kon-
takteinrichtung (10), welche ausgebildet ist, um
eine Kathode der Hochspannungsquelle (8) mit
der Oberflache (4) des Bauteils (6) zu verbinden;
eine zumindest eine Einzelelektrode umfassen-
de lonisierungselektrode (12),

die mit einer Anode der Hochspannungsquelle
(8) verbunden ist; und

eine Bewegungseinrichtung, die ausgebildet ist,
um die lonisierungselektrode (12) und die Ober-
flache (4) des Bauteils (6) in zumindest einer
Bewegungsrichtung (13) derart relativ zueinan-
der zu bewegen, dass ein sich zwischen der lo-
nisierungselektrode (12) und der Oberflache (4)
des Bauteils (6) ausbildendes elektrisches Feld
(14) relativ zu der der Oberflache (4) des Bau-
teils (6) mitbewegt wird.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die lonisie-
rungselektrode (12) derart ausgebildet ist, dass zwi-
schen der lonisierungselektrode (12) und der Ober-
flache (4) des Bauteils (6) ein inhomogenes elekri-
sches Feld (14) erzeugt wird.

Die Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, ferner um-
fassend:

eine Befestigungseinrichtung, die ausgebildet
ist, um das Bauteil (6) derart aufzunehmen, dass
zwischen der Oberflache (4) des Bauteils (6)
und der lonisierungselektrode (12) ein Spalt vor-
bestimmter Dimension gebildet wird.

Die Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei die Einzelelektrode eine sich in
Richtung der Oberflache (4) des Bauteils (6) verjin-
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gende Form aufweist, beispielsweise in Form eines
Kegels, eines Kegelstumpfes oder einer Spitze.

Die Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die lonisierungselektrode (12)
ein Array aus Einzelelektroden umfasst, welches
sich senkrecht zu der Bewegungsrichtung (13) er-
streckt und ausgebildet ist, um entlang seiner Er-
streckung ein durchgehendes elektrisches Feld (14)
zwischen dem Array und der Oberflache (4) des Bau-
teils (6) zu erzeugen.

Die Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der die loni-
sierungselektrode (12) eine Mehrzahl von in der Be-
wegungsrichtung (13) zueinander benachbarten Ar-
rays von Einzelelektroden umfasst.

Die Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die Hochspannungsquelle (8)
ausgebildet ist, um eine Spannung in einem Bereich
von 1kV bis 100kV, insbesondere in einem Bereich
von 3kV bis 12kV, zu erzeugen.

Ein Verfahren zum Reinigen einer Oberflache (4) ei-
nes Bauteils (6), mit folgenden Merkmalen:

Anordnen der Oberflache (4) des Bauteils (6)
gegenuber einer lonisierungselektrode (12),
Anlegen einer Hochspannung zwischen der lo-
nisierungselektrode (12) und der Oberflache (4)
des Bauteils (6) derart, dass sich zwischen der
lonisierungselektrode (12) und der Oberflache
(4) des Bauteils (6) ein elektrisches Feld (14)
ausbildet, welches in einer Umgebung der loni-
sierungselektrode (12) erzeugte lonen in Rich-
tung der Oberflache (4) des Bauteils (6) be-
schleunigt; und

Bewegen der lonisierungselektrode (12) relativ
zu der Oberflache (4) des Bauteils (6) in einer
Bewegungsrichtung (13), um eine in der Bewe-
gungsrichtung (13) liegende Oberflache (4) des
Bauteils (6) zu reinigen.

Ein Verfahren geman Anspruch 8, bei dem eine po-
sitive Spannung der Hochspannung an der lonisie-
rungselektrode (12) angelegt wird.

10. Verfahren gemaf Anspruch 8 oder 9, ferner umfas-

send:

Einstellen der Hochspannung derart, dass in ei-
ner Umgebung (18) der lonisierungselektrode
(12) die lonen durch Feldionisation erzeugt wer-
den, wobei sich die Umgebung (18) nicht bis zu
der Oberflache (4) erstreckt.
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